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1995年のチュー（Chou）教授によるナノインプリント技術の提
案から24年が過ぎ，装置開発および関連部材である材料開
発，モールド開発などのインフラがかなり整備されてきた．ナ
ノインプリント技術は，これまでの半導体に代表される光ステッ
パや電子ビーム描画による微細加工装置に比べて，装置構
造が簡単でかつ装置価格が格段に安価であることが特徴で
ある．安価な装置，プロセスが簡便かつ10ナノメートルレベ
ルの高解像度，および高スループットである特徴がナノインプ
リントのさまざまなデバイスへの量産化適用への魅力である．
これまでに，微細マイクロレンズ，高効率フォトダイオードを達
成するためのフォトニクス結晶構造形成，液晶ディスプレイなど
に用いる高性能反射防止膜などが，すでに実応用されており，
さらにさまざまな分野への応用研究が開始されている．たと
えばエネルギー分野では，燃料電池の反応場の隔壁や太陽
電池の表面にナノインプリントにより凹凸を持たせ，効率を上
げることが行われている．さらに，半導体集積回路チップの
量産適用研究も開始されると期待される．このように，ナノイ
ンプリント技術を適用した市場は急速に成長しており，その
個々の製品市場規模はきわめて大きい．ナノインプリント技術
を有し，製品展開することにより，企業の技術差別化，優位
性を図ることができる．本書は，ナノインプリントの基礎ととも
に，現状で最新のナノインプリント装置と関連部材，多様な
デバイス応用についてわかりやすく執筆している．初心者から
第一線の技術者，研究者の方々が,実際にナノインプリント
技術に取り組む際に，必ず参考になる最新の研究成果を網
羅しており，本書が国内のナノインプリント技術の発展とナノイ
ンプリントを利用した産業創生に役立つものと期待する．
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性とバイオミメティクス

13.2 ナノインプリントによる表面改質とバイオデバイス応用
細胞培養への応用／免疫分析への応用

13.3 広角で単色かつ高輝度な光輝材の量産化
発色の奇妙な原理／発色の再現／量産化とナノインプリント／大面積化の問題と対策／大面積量産
型モルフォ発色体のフレキシブルフィルム化

13.4 生物のサーマルマネジメントと材料設計への展開
サハランシルバーアント（Cataglyphisbombycina）／モルフォ蝶／珪藻

13.5 ナノインプリント技術の光バイオチップへの応用
バイオチップ作製におけるナノインプリント技術の応用／疾患マーカー計測のための「小型PEFバイオチップ」

13.6 マイクロ・ナノパターンの歯科バイオ応用
歯牙および歯周組織の微細構造／チタンマイクロ・ナノパターンの作製／アパタイトマイクロ・ナノパ
ターンの作製／歯表面でのナノインプリントに向けて

13.7 温度応答性ポリマーのバイオ応用
温度応答性ポリマー／微細パターンの形成／微細パターンの温度応答性／微細パターンの特定箇所
の変形／細胞チップへの応用／今後の展開

13.8 印刷法によって作製するバイオセンシングデバイス
13.9 タンパク質基質のパターニング

タンパク質の熱転移／モールド作製／実験／結果

13.10 マイクロTAS
背景／エンボス技術のマイクロTASへの応用／ナノインプリントのマイクロTASへの応用／マイクロ

TASの今後の発展

13.11 マイクロ・ナノパターンの超親水/超撥水への応用
目的／バイオミメティクス構造による濡れ性の制御／バイオミメティクス構造の加工／切削加工／短
パルスレーザー加工

13.12 ハイアスペクト生分解性マイクロニードルのナノインプリントによる作製
目的／材料と方法／予備実験／マイクロニードルの作製

参考文献

第14章 エネルギーデバイス応用
14.1 薄膜太陽電池用3D微細構造パターン基板

“電気的に薄く光学的に厚い”アモルファスSi薄膜太陽電池／ 3D微細構造パターン基板作製技術の
検討／液相室温ナノインプリント技術による3D微細構造パターン基板の作製／3Dミクロ構造パター
ン形状の検討／透光性3Dミクロ構造パターン基板上へのアモルファスSi薄膜太陽電池の作製

14.2 太陽電池集光フィルム
太陽電池における光マネジメント技術／光学シミュレーションを用いて設計した高透過なフッ素系アレ
イフィルムの作製／フッ素系アレイフィルムの光学特性／熱ナノインプリントプロセスに基づいた連続
生産技術

14.3 太陽電池の金属ナノ構造電極の形成
金属の再結晶化温度／実験／結果

14.4 有機太陽電池への応用
ナノへテロ接合構造による高効率化

14.5 燃料電池への応用
参考文献

第15章 電子デバイス応用
15.1 半導体量産用ナノインプリントリソグラフィ

半導体生産に向けた次世代リソグラフィの選択／ NILの欠陥発生メカニズムと対策／ NILのアライメ
ント技術と重ね合わせ技術／テンプレート品質向上

15.2 ナノインプリントのパターンドメディア作製への適用
15.3 機能性酸化物エレクトロニクスへの応用

機能性酸化物／機能性酸化物ナノリソグラフィとナノインプリントリソグラフィ／直接酸化物ナノインプ
リントリソグラフィ／酸化物リフトオフ・リソグラフィ／ナノテンプレート酸化物成長法によるナノ構造
形成／ナノテンプレートを利用した酸化物ナノ構造誘導自己組織化／ナノインプリント法による機能性
酸化物ナノ構造デバイスの形成

15.4 有機薄膜トランジスタ
ナノインプリントによる短チャネル有機薄膜トランジスタの作製／有機薄膜デバイスでのナノインプリン
トによる分子配向制御／ナノインプリントを用いた有機強誘電体アレイの形成

15.5 フレキシブルエレクトロニクス
フレキシブルエレクトロニクスの製造技術／フレキシブル実装技術／ストレッチャブル素材

15.6 フレキシブルディスプレイ
なぜフレキシブルなのか／印刷形成電極の選択／印刷形成電極における課題／導電性インクにおけ
る課題／フレキシブルディスプレイの現状と展望

15.7 無機ナノ材料の印刷・転写技術による機能性電子デバイスの開発
無機ナノ材料印刷・転写技術／無機ナノ材料の機械的柔軟性と表面処理の重要性／極薄膜Ⅲ-Ⅴ族
半導体層の転写技術およびその電気特性

15.8 ReeltoReelインプリントによるスマートファイバの加工
平板モールドによるスライド式ローラインプリント／シームレス円筒モールドによるローラインプリント

15.9 ナノインプリントによるポリイミドの微細配線形成技術
ポリイミドの低温微細成形プロセス／成形例と応用例

15.10 選択的トレンチフィリングCuめっきによる配線プロセス
電子部品の微細配線形成／選択的Cuめっきを用いたトレンチ配線形成プロセス

15.11 ナノインプリントによる金属微細配線形成
厚膜ナノ印刷技術の概要／厚膜ナノ印刷で形成した金属微細パターン／金属微細配線による透明導
電性フィルムの作製

参考文献

第16章 関連する応用デバイス
16.1 インプリントとMEMSを組み合わせた応用技術

MEMS技術
ウェットエッチングとナノインプリントを組み合わせた微細加工技術
フォトリソグラフィの現像技術を応用した残膜のないインプリント技術

16.2 大面積モールドとそれを用いたRolltoRoll(RtR)プロセスによる機能性
フィルムの開発

モールドの大型化技術
RtRプロセスを用いた機能性フィルムの作製

16.3 シングルナノ造形に向けた研究動向
参考文献

第Ⅲ編　資　料　編
第17章 ナノインプリント関連資料
17.1 ナノインプリント国際会議アブストラクト題目
17.2 ナノインプリント関連科学研究費
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